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１．概要（Summary） 

グレイスケールリソグラフィにより、レジストの 3次元形状

を製作する。東北大学微細加工プラットフォームが所有し

ている高精度レーザ描画装置 DWL2000（Heidelberg 

Instruments製）を用いて、所望の形状を実現する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スピンコータ、クリーンオーブン、 

レーザ描画装置、 

レーザ／白色共焦点顕微鏡、 

熱電子 SEM、 

【実験方法】 

サンプルにポジ型のフォトレジストをスピンコートし、オ

ーブンにてベークする。その後、事前に設計した球体パタ

ーンデータをコンピュータで変換し、レーザ描画装置にて

グレイスケール露光を行う。現像によって得られたレジスト

の 3 次元形状を白色共焦点顕微鏡および電子顕微鏡を

用いて観察する。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

現像後に得られたパターンを観察した結果を Fig. 1, 2

に示す。所望に近い形状を得ることができた。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 

Fig.1 Confocal microscopic image of fabricated 3D 

resist pattern. 

 

 

Fig. 2 SEM image of fabricated 3D resist pattern. 


